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Современное развитие технологии и оборудования тесно связано с созданием новых способов и методов повышения износостойкости и долговечности и надежности деталей машин и механизмов, которые во многом определяются свойствами поверхностных слоев металла. Эффективным способом повышения срока службы изделий машиностроения и иной промышленности является модификация рабочих поверхностей. Перспективным направлением представляется разработка процессов получения материалов с заранее заданными свойствами. 
Распространенным решением этой задачи является воздействие высокочастотной плазмы пониженного давления. Проведена работа по исследованию влияния ВЧ-плазмы на физико-механические свойства металлов. Наиболее используемая и распространенная сталь 12Х18Н10Т, нержавеющая титаносодержащая сталь аустенитного класса, подвергалась обработке в плазме ВЧ разряда. Для устранения побочных эффектов образцы перед плазменной обработкой при изучении состава и структуры обезжиривались и обезвоживались. В качестве рабочего газа при исследовании процессов финишной очистки и нанополировки поверхностей использовался технически чистый аргон. Для повышения микротвердости поверхности изделия использовалась смесь газов из аргона и метана. Схема плазматрона в составе вакуумного стенда представлена на рис.1. Плазматрон (2) представляет собой кварцевую трубку внешним диаметром 30 мм и толщиной стенки 3 мм. С внешней стороны, вдоль трубки, подается осевой поток воздуха через газораспределительную муфту (1). Источником сжатого воздуха служит вихревая воздуходувка MSH BL-100-150 (K1). К колебательному контуру, состоящему из индуктора (L) и подстроечного конденсатора (C), подводится ВЧ (13,56 МГц) напряжение от генератора (ВЧГ) AE Cesar 1330. Для автоматического согласования генератора с нагрузкой используется согласующее устройство (СУ) AE VarioMatch 5000. Плазматрон монтируется на вакуумной камере (CV1). Средства откачки – вакуумный агрегат АВР-150, состоящий из форвакуумного насоса АВЗ-20Д (NL1) и бустерного ДВН-150 (NZ1). Вакуумметрия – датчик мембранный емкостной MKS 627B (PD1). Подача рабочего газа, аргона, осуществляется через регулятор массового расхода MKS 1179A (VF1).

[image: Схема комбинированная]
Рис. 1- Схема вакуумного блока установки для получения индукционного ВЧ разряда

Время обработки материала составило по 20 минут в инертном и плазмообразующем газах соответственно. Экспериментально установлено повышение твердости образцов после обработки, о чем соответствуют результаты измерения наноиндентирования. 
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Рис.2 График изменения микротвёрдости поверхности металла по глубине

Также были проведены исследования шероховатости, в результате чего выявлено заметное ее уменьшение. Профиль поверхности образца до и после обработки представлен на рис.3.


а)
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б)
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Рис.3 Профиль поверхности образца а) до обработки и б) после обработки.
[bookmark: _GoBack]Таким образом, в настоящей работе определены оптимальные параметры воздействия высокочастотной плазмы на материал. 
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